
JP 4473203 B2 2010.6.2

10

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧品として許容される支持体中に、
（ａ）・２－メチルジベンゾイルメタン、
・４－メチルジベンゾイルメタン、
・４－イソプロピルジベンゾイルメタン、
・４－ｔｅｒｔ－ブチルジベンゾイルメタン、
・２，４－ジメチルジベンゾイルメタン、
・２，５－ジメチルジベンゾイルメタン、
・４，４’－ジイソプロピルジベンゾイルメタン、
・４，４’－ジメトキシジベンゾイルメタン、
・４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２－メチル－５－イソプロピル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２－メチル－５－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２，４－ジメチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２，６－ジメチル－４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
から選択される、ジベンゾイルメタン誘導体タイプの少なくとも１つのＵＶ遮蔽剤、及び
（ｂ）下式：
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【化１】

の２－フェニルエチルベンゾエート、及び
（ｃ）（ii）下式（VIa）：
【化２】

[式中、
Ｒ１１は、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ３、－ＣＯ２Ｒ１３、－Ｃ（Ｏ）ＮＨ２、及び－Ｃ（Ｏ）Ｎ（
Ｒ１４）２から選択され、
Ｘは、ＯまたはＮＨを示し、
Ｒ１２は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０アルキル基を示し、
Ｒ１３は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ２０アルキル基を示し、
各Ｒ１４が、別個に直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
Ｒ９は、水素、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基、または直鎖状もしくは分
枝状のＣ１－Ｃ８アルコキシ基を示し、
Ｒ１０は、水素、または直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示す]
のもの、あるいは下式（VIb）または（VIc）：
【化３】

[式中、
Ｒ１１は、－ＣＯ２Ｒ１３を示し、
Ｒ１２は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
Ｒ１３は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
ＸはＯを示す]
のものから選択される、４－ヒドロキシベンジリデンマロネート誘導体または４－ヒドロ
キシシンナメート誘導体；
　　（iv）ピペリジノール塩；
　　（ｖ）これらの混合物；
から選択される、前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容し
うる少なくとも１つの化合物、
を含むことを特徴とする、皮膚、唇、爪、髪、睫、眉毛、及び／または頭皮への使用のた
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めの光保護組成物。
【請求項２】
　前記ジベンゾイルメタン誘導体が、４－（ｔｅｒｔ－ブチル）－４’－メトキシジベン
ゾイルメタンもしくはブチルメトキシジベンゾイルメタンである、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記２－フェニルエチルベンゾエートが、組成物全重量に対して０．１乃至４０重量％
の含量で存在する、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記ジベンゾイルメタン誘導体が、組成物全重量に対して０．０１乃至１０重量％の含
量で存在する、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物が、
４０kcal/mol乃至７０kcal/molの励起三重項レベルエネルギーを有する、請求項１乃至４
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　式（VIb）の化合物は、下式：
【化４】

を有するジエチルヘキシルシリンジリデンマロネートである、請求項１乃至５のいずれか
一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記ピペリジノール塩が、下式（XV）：

【化５】

[式中、
Ｒ１は、水素またはメチルを示し、
ｘは１または２であり、
１）ｘが１である場合：
Ｒ２は、水素；Ｃ１－Ｃ１８アルキル基；Ｃ２－Ｃ１８アルケニル基；プロパルギル基；
グリシジル基；１乃至２０の酸素原子が介在するＣ２－Ｃ５０アルキル基（前記アルキル
は１乃至１０のヒドロキシル基で置換されているか、あるいは同時に前記酸素原子が介在



(4) JP 4473203 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

し且つ前記ヒドロキシル基に置換されている）；カルボキシル基または－ＣＯＯＺ基（こ
こでＺは水素、Ｃ１－Ｃ４アルキル、フェニル、（ＣＯＯ－）ｐＭｐ＋基（ｐは１乃至３
の整数であり、Ｍは周期表の１、２、及び３族、もしくはＺｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、またはＣｏ
の金属イオンであり、あるいはまたＭはＮｐ＋（Ｒ”）４基（ここでＲ”はＣ１－Ｃ８ア
ルキルまたはベンジルである）である）で置換されたＣ１－Ｃ４アルキル）で置換された
Ｃ１－Ｃ４アルキル基を示し；
２）ｘが２である場合：
Ｒ’は、Ｃ１－Ｃ１２アルキレン基：Ｃ４－Ｃ１２アルケニレン基；キシリレン基；１乃
至２０の酸素原子が介在するＣ１－Ｃ５０アルキレン基（前記アルキルは１乃至１０のヒ
ドロキシル基で置換されているか、あるいは同時に前記酸素原子が介在し且つ前記ヒドロ
キシル基に置換されている）であり；
Ｙは、有機または無機のアニオンを示し；
カチオンｙの全電荷は、アニオンｚの全電荷と等しい]
のものから選択される、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　式（XV）の前記化合物が、式中Ｒ１及びＲ２が水素を示し、ｘ＝１であり、Ｙがシトレ
ートアニオンを示すものである、請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　式（XV）の前記化合物が、下記構造式：
【化６】

[式中、ｙ＝３]
のトリス（テトラメチルヒドロキシピペリジノール）シトレートである、請求項８に記載
の組成物。
【請求項１０】
　ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる前記化合物が、
組成物全重量に対して０．１乃至２５重量％の範囲の含量で存在する、請求項１乃至９の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　アントラニレート；サリチル酸誘導体、カンファ誘導体；ベンゾフェノン誘導体；β，
β－ジフェニルアクリレート誘導体；ベンゾトリアゾール誘導体；ベンザルマロネート誘
導体；ベンズイミダゾール誘導体；イミダゾリン；ビス－ベンザゾリル誘導体；ｐ－アミ
ノ安息香酸（ＰＡＢＡ）誘導体；メチレンビス（ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール
）誘導体；ベンゾキサゾール誘導体；遮蔽性ポリマー及び遮蔽性シリコーン；α－アルキ
ルスチレンベースのダイマー誘導体；４，４－ジアリールブタジエン、及びこれらの混合
物から選択される別の有機光保護剤または、処理または未処理の酸化金属顔料またはナノ
顔料である別の無機光保護剤をさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至１０のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項１２】
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　前記有機ＵＶ遮蔽性剤が、下記の化合物：
エチルヘキシルサリチレート、
オクトクリレン、
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、
ベンゾフェノン－３、
ベンゾフェノン－４、
ベンゾフェノン－５、
ｎ－ヘキシル＝２－（４－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシベンゾイル）ベンゾエート、
４－メチルベンジリデンカンファ、
テレフタリリデンジカンファスルホン酸、
二ナトリウムフェニルジベンズイミダゾールテトラスルホネート、
メチレンビス（ベンゾトリアゾリル）テトラメチルブチルフェノール、
エチルヘキシルトリアゾン、
ジエチルヘキシルブタミドトリアゾン、
ドロメトリゾールトリシロキサン、
ポリシリコーン－１５，
１，１－ジカルボキシ（２，２’－ジメチルプロピル）－４，４－ジフェニルブタジエン
、
２，４－ビス[５－１（ジメチルプロピル）ベンゾキサゾール－２－イル（４－フェニル
）－イミノ]－６－（２－エチルヘキシル）イミノ－１，３，５－トリアジン、及び
これらの混合物から選択されることを特徴とする、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記顔料またはナノ顔料が、処理または未処理の酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化
ジルコニム、及び酸化セリウム、及びこれらの混合物であることを特徴とする、請求項１
２に記載の組成物。
【請求項１４】
　皮膚の人工日焼け及び／または褐色化のための少なくとも１つの作用剤をさらに含むこ
とを特徴とする、請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　脂肪物質、有機溶媒、イオン性もしくは非イオン性で親水性もしくは親油性の増粘剤、
柔軟剤、湿潤薬、乳白剤、安定剤、皮膚軟化剤、シリコーン、起泡防止剤、香料、保存料
、アニオン性、カチオン性、非イオン性、双性イオン性、もしくは両性界面活性剤、フィ
ラー、ポリマー、推進剤、及び酸性化もしくは塩基性化剤から選択される少なくとも１つ
のアジュバントをさらに含むことを特徴とする、請求項１乃至１１のいずれか一項に記載
の組成物。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか一項に定義されるジベンゾイルメタン誘導体の、２－フェ
ニルエチルベンゾエートと請求項１乃至１５のいずれか一項に定義される前記ジベンゾイ
ルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物との組合せによる、Ｕ
Ｖ照射に対する光安定化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ジベンゾイルメタン誘導体、アリールアルキルベンゾエート誘導体、及び前
記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物を含む、
局所への使用のための光保護組成物に関する。
【０００２】
　本発明は、少なくとも１つのジベンゾイルメタン誘導体の、アリールアルキルベンゾエ
ート誘導体と前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる
化合物との組合せによる、ＵＶ照射に対する光安定化の方法に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　２８０ｎｍ乃至４００ｎｍの波長を持つ光照射はヒトの表皮を日焼けさせること、ＵＶ
－Ｂ光線として知られる、特に２８０ｎｍ乃至３２０ｎｍの波長を持つ光線が、自然な日
焼けの発展をそこないうる皮膚熱傷と紅斑を引き起こすことが知られている。これらの理
由のため、並びに美的理由により、この自然な日焼けを制御して皮膚の色を制御する手段
が常に求められている：しかるに、このＵＶ－Ｂ光線は遮蔽すべきである。
【０００４】
　３２０ｎｍ乃至４００ｎｍの波長を持ち、皮膚の日焼けを引き起こすＵＶ－Ａ光線が、
皮膚において不利な変化を誘発しがちであり、とりわけ敏感肌又は太陽光照射に絶えずさ
らされている皮膚の場合は特にしかりであることも知られている。ＵＶ－Ａ光線は、特に
、皮膚の早期老化につながる皮膚弾性の喪失と皺の出現の原因となる。ＵＶ－Ａ光線は紅
斑反応の惹起を促したり、ある個人にあってはこの反応を増幅させ、光毒性又は光アレル
ギー反応の原因にさえなりうる。従って、例えば皮膚の自然な弾性の維持などの美的及び
美容上の理由から、ますます多くのヒトがＵＶ－Ａ光線の影響を制御することを望んでい
る。然るに、ＵＶ－Ａ光線もまた遮蔽することが望ましい。
【０００５】
　皮膚及びケラチン物質のＵＶ照射に対する保護の目的で、ＵＶ－Ａ領域及びＵＶ－Ｂ領
域において活性な有機遮蔽剤を含む抗日光組成物が通常使用される。これら遮蔽剤の大半
は、油溶性である。
【０００６】
　この点についてＵＶ－Ａ遮蔽剤のとりわけ有利な一群は、今のところ、油溶性であって
且つ本来的な高い吸収力を有するジベンゾイルメタン誘導体、とりわけ４－ｔｅｒｔ－ブ
チル－４’－メトキシジベンゾイルメタンからなる。これらのジベンゾイルメタン誘導体
は、ＵＶ－Ａ領域及びＵＶ－Ｂ領域において活性であることがそれ自体よく知られた生成
物であり、とりわけ仏国特許出願ＦＲ－Ａ－２３２６４０５及びＦＲ－Ａ－２４４０９３
３に、並びに欧州特許出願ＥＰ－Ａ－０１１４６０７に記載されており；４－ｔｅｒｔ－
ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタンはRoche Vitamins社により商品名"Parsol 17
89"として現在市販されている。
【特許文献１】仏国特許出願ＦＲ－Ａ－２３２６４０５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　残念ながら、ジベンゾイルメタン誘導体は、紫外線（特にＵＶ－Ａ）に対して比較的に
感受性の、すなわち、詳細にはこのＵＶの作用下では多少によらず迅速に変性しがちな望
ましからぬ傾向を有する。従って、ジベンゾイルメタン誘導体の、本来曝露されることを
企図する紫外線に対するこの実質的な光化学安定性不足のため、日光への長期曝露の間に
一定の保護を確保することが不可能であり、このため使用者は、ＵＶ光線に対する皮膚の
有効な保護を得るためには定期的且つ近接した間隔で適用を繰り返さねばならない。
【０００８】
　この技術的問題を解消するために、既に従来技術において、ジベンゾイルメタン誘導体
と前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物とを
組み合わせることが提案されている。これは、例えば、ＵＳ５９９３７８９、ＵＳ６１１
３９３１、ＵＳ６１２６９２５、及びＵＳ６２８４９１６におけるナフタレン誘導体に関
する場合である。これはまた、特許出願ＵＳ２００４　００５７９９１２、ＵＳ２００４
　００５７９９１４、ＵＳ２００４　００５７９９１６、及びＵＳ２００４　０６２７２
に記載されたフルオレン誘導体に関する場合である。しかしながら、これらの化合物を用
いて得られるジベンゾイルメタン誘導体の光化学安定性は、依然として完全に十分ではな
い。
【課題を解決するための手段】
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　ここで驚くべきことに、出願人は、上記のジベンゾイルメタン誘導体に少なくとも１つ
のアリールアルキルベンゾエート誘導体と前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レ
ベルエネルギーを受容しうる化合物との組合せを加えることによって、これらの同じジベ
ンゾイルメタン誘導体の光化学安定性（または光安定性）を実質的且つ顕著に改善するこ
とができることを見出した。
【００１０】
　この本質的な発見が本発明の基礎を成す。
【００１１】
　従って、本発明の主題の一つにより、化粧品として許容される支持体中に、
（ａ）ジベンゾイルメタン誘導体タイプの少なくとも１つのＵＶ遮蔽剤、及び
（ｂ）少なくとも１つのアリールアルキルベンゾエート誘導体、及び
（ｃ）前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる少なく
とも１つの化合物、
を含むことを特徴とする局所使用のための化粧品または皮膚科用組成物をここに提供する
。
【００１２】
　最終的に、本発明の主題は、少なくとも１つのジベンゾイルメタン誘導体を含む化粧品
または皮膚科用組成物中における、前記ベンゾイルメタン誘導体のＵＶ照射に対する安定
性を改善するための、少なくとも１つのアリールアルキルベンゾエート誘導体と前記ジベ
ンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる少なくとも１つの化合
物との組合せの使用である。
【００１３】
　本発明の別の特徴、態様、及び利点は、下記の詳細な説明を読むにつれて明らかになる
であろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　特に挙げて良いジベンゾイルメタン誘導体の中では、非限定的に下記：
・２－メチルジベンゾイルメタン、
・４－メチルジベンゾイルメタン、
・４－イソプロピルジベンゾイルメタン、
・４－ｔｅｒｔ－ブチルジベンゾイルメタン、
・２，４－ジメチルジベンゾイルメタン、
・２，５－ジメチルジベンゾイルメタン、
・４，４’－ジイソプロピルジベンゾイルメタン、
・４，４’－ジメトキシジベンゾイルメタン、
・４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２－メチル－５－イソプロピル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２－メチル－５－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２，４－ジメチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
・２，６－ジメチル－４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタン、
が含まれる。
【００１５】
　上述のジベンゾイルメタン誘導体の中では、４－イソプロピルジベンゾイルメタンが特
に使用されるが、これはMerk社により"Eusolex 8020"の商品名で市販されており、下記の
化学式に該当する。
【００１６】
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【化１】

【００１７】
　最も好ましく使用されるのは、４－（ｔｅｒｔ－ブチル）－４’－メトキシジベンゾイ
ルメタンもしくはブチルメトキシジベンゾイルメタンであり、Roche Vitamins社によって
"Parsol 1789"の商品名で市販であり、この遮蔽剤は下式に該当する。
【００１８】
【化２】

【００１９】
　前記ジベンゾイルメタン誘導体は、本発明の組成物中に、組成物全重量に対して０．０
１乃至１０重量％、さらに好ましくは０．１乃至６重量％の含量で存在しうる。
【００２０】
　本発明によるアリールアルキルベンゾエート誘導体は、下式（Ｉ）または（II）：
【化３】

[式中、
Ｘは、Ｏ、Ｓ、またはＮを示し、
ｎは、１乃至１０の整数、より好ましくは２乃至６の整数であり、
Ｒ１及びＲ２は、同一または相違してよく、水素原子；ヒドロキシル基；直鎖状もしくは
分枝状のＣ１－Ｃ４アルコキシ基（好ましくはメトキシ基またはエトキシ基）；ニトロ基
；アミノ基；Ｃ６Ｈ６ＳＯ２基を示し；
Ｒ３、Ｒ４、及びＲ５は同一または相違してよく、下式：
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【化４】

（式中、
ｎは、上述と同様の意味を有し；
Ｒ６は、水素原子；ヒドロキシル基；直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ４アルコキシ基（
好ましくはメトキシ基またはエトキシ基）；ニトロ基；アミノ基；Ｃ６Ｈ６ＳＯ２基を示
す）
の基を示す]
のものから選択されることが好ましい。
【００２１】
　本発明のアリールアルキルベンゾエート誘導体及びその合成は、化学文献及び特に特許
ＰＬ５５２３０において長らく既知である。
【００２２】
　上述のアリールアルキルベンゾエート誘導体の中では、例えば、ISP社によりX-Tend 22
6（登録商標）として市販の製品がある下式：
【化５】

の２－エチルフェニルベンゾエートが特に使用される。
【００２３】
　本発明によるアリールアルキルベンゾエート誘導体は、本発明による組成物中に、組成
物全重量に対して０．１乃至４０重量％、さらに好ましくは０．１乃至３０重量％の含量
で存在して良い。
【００２４】
　本発明によれば、アリールアルキルベンゾエート誘導体は、前記ジベンゾイルメタン誘
導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物と組合せで用いられてＵＶ光線の
影響下で励起されたジベンゾイルメタン分子の励起状態を不活性化し、よってこの分子は
その基底状態を回復する。
【００２５】
　本発明の好ましい形態によれば、前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエ
ネルギーを受容しうる化合物は、４０kcal/mol乃至７０kcal/molの励起三重項レベルエネ
ルギーを有する。
【００２６】
　励起三重項レベルエネルギーは、J. Gonzenbach, T. J. Hill及びT.G. Truscottによる
文献、 "The Triplet Energy Levels in UVA and UVB Sunscreens", J. Photochem. Phot
obiol. B: Biol., Vol. 16, pages 337-379 (1992)に記載のように、燐光または酸素摂動
の技術によって測定して良い。酸素摂動の技術は、化合物を高圧、すなわち２０００psi
の酸素下の環境においた場合のＵＶ吸収スペクトルを測定することによる。これらの条件
下では、スピン選択則が乱れ、該化合物のＵＶへの曝露が基底状態の直接励起による最低
励起三重項レベルをもたらす。遷移が起こる波長λ（μm）を用いて、等式Ｅ＝ｈν（Ｅ
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がエネルギーであり、ｈがプランク定数であり、さらにνが電磁波の振動数である）から
誘導される、式Ｅ＝２８．６３５／λから三重項レベルのエネルギー（kcal/mol）を算出
する。
【００２７】
　蛍光の技術は、励起三重項レベルの不活性化の間に多くの化合物が蛍光発光するという
事実に基づく。蛍光の波長を測定することにより、励起三重項レベルエネルギーを前述の
ように算出してよい。励起三重項エネルギーレベルは、蛍光付属品を取り付けた分光光度
計を用いて試料の蛍光スペクトルを測定することによって決定して良い。こうした励起三
重項レベルは、例えばA. J. Gordon及びR.A. Ford.による文献"The Chemist Companion",
 John Wilely & Sons, pages 351-355(1992)等に広く報告されている。
【００２８】
　前記ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルの化合物は、例えば、
（ｉ）ナフタレン誘導体、例えば特許ＵＳ５９９３７８９、ＵＳ６１１３９３１、ＵＳ６
１２６９２５、及びＵＳ６２８４９１６に記載のもの；
（ii）４－ヒドロキシベンジリデンマロネート誘導体または４－ヒドロキシシンナメート
誘導体、例えば特許出願ＷＯ０３／００７９０６に記載のもの；
（iii）フルオレン誘導体、特許出願ＵＳ２００４　００５７９９１２、ＵＳ２００４　
００５７９９１４、ＵＳ２００４　００５７９９１６、及びＵＳ２００４　０６２７２６
に記載のもの；
（iv）ピペリジノール塩、例えば特許出願ＷＯ０３／１０３６２２に記載のもの；
（ｖ）これらの混合物；
から選択される。
【００２９】
　本発明によるナフタレン化合物の中では、より好ましく使用されるのは、
（ｉ）下式（III）：
【化６】

のジエステル；
（ii）下式（IV）：
【化７】

のジエステルまたはポリエステル；
（iii）下式（Ｖ）：
【化８】

のアルコールでブロックされたジエステルまたはポリエステル；
（iv）これらの混合物であって、式中、
・Ｒ６が、同一または相違してよく、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ２２アルキル基を
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示し；
・Ｒ７及びＲ８が、同一または相違してよく、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ６アルキ
レン基を示し；
・ｋ及びｌが、１乃至１００の数、好ましくは１乃至１０の数、より好ましくは２乃至７
の数であるもの；
から選択されるナフタレンジカルボン酸ジエステル及びポリエステルである。
【００３０】
　これらの式（III）、（IV）、または（Ｖ）のナフタレンジカルボン酸ジエステルまた
はポリエステルの中で、２，６－ナフタレンジカルボン酸ジエステルまたはポリエステル
が好ましく使用される。
【００３１】
　式（Ｖ）に該当するポリエステルの中で、２，６－ナフタレンジカルボン酸とトリプロ
ピレングリコールとの反応から生じ、且つ２－ブチルオクタノールでブロックされたもの
から、また２，６－ナフタレンジカルボン酸とトリプロピレングリコールとジエチレング
リコールとの反応から生じ、且つ２－エチルヘキサノールでブロックされた、式（IV）に
該当するポリエステルから、選択される。
【００３２】
　本発明によるナフタレン誘導体の中で、ジエチルヘキシル＝２，６－ナフタレート（Ｉ
ＮＣＩ名）、例えばC.P. Hall社によりHallbrite TQの商品名で市販の製品が特に使用さ
れる。
【００３３】
　４－ヒドロキシベンジリデンマロネート誘導体または４－ヒドロキシシンナメート誘導
体の中で好ましく使用されるのは、下式（VI）：
【化９】

[式中、
Ａは、カルボニル官能基を含む２つの一価の基を含む、ＵＶ照射を吸収する色素産生基で
あり；
Ｒ９は、水素、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基、または直鎖状もしくは分
枝状のＣ１－Ｃ８アルコキシ基を示し；
Ｒ１０は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示す]
のものである。
【００３４】
　これらの化合物の中で、好ましく使用されるのは、下式（VIa）：
【化１０】

[式中、
Ｒ９は、水素、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基、または直鎖状もしくは分
枝状のＣ１－Ｃ８アルコキシ基を示し；
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Ｒ１１は、－Ｃ（Ｏ）ＣＨ３、－ＣＯ２Ｒ１３、－Ｃ（Ｏ）ＮＨ２、及び－Ｃ（Ｏ）Ｎ（
Ｒ１４）２から選択され、
Ｘは、ＯまたはＮＨを示し、
Ｒ１２は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０アルキル基を示し、
Ｒ１３は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ２０アルキル基を示し、
各Ｒ１４が、別個に直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
ＸはＯまたはＮＨを示す]
のものである。
【００３５】
これらの化合物の中で、好ましく使用されるのは、下式（VIb）または（VIc）：
【化１１】

[式中、
Ｒ１１は、－ＣＯ２Ｒ１３を示し、
Ｒ１２は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
Ｒ１３は、直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ８アルキル基を示し、
ＸはＯを示す]
のものである。
【００３６】
　特に使用される化合物は、Merck社によりOxynex STの商品名で市販の製品などの、下式
：
【化１２】

を有するジエチルヘキシルシリンジリデンマロネート（ＩＮＣＩ名）である。
【００３７】
　本発明によるフルオレン誘導体の中では、下式（VII）、（VIII）、（IX）、（X）、（
XI）、（XII）、（XIII）、（XIV）、及び（XV）：
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【化１３Ｂ】

[式中、
・Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ２３、Ｒ２４

、Ｒ２５、Ｒ２６、Ｒ２７、Ｒ２８、Ｒ２９、Ｒ３０、Ｒ３１、Ｒ３２、及びＲ３３基は
、同一もしくは相違してよく、任意に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０ア
ルキル基；任意に置換されたＣ３－Ｃ８シクロアルキル基；任意に置換された単環式、二
環式、または三環式のアリール基；任意に置換された単環式、二環式、または三環式のヘ
テロアリール基；任意に置換されたＣ３－Ｃ１４複素環アルキル；アミノもしくはシアノ
基；下式：
【化１４】

（式中、Ｒは任意に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０アルキル基または任
意に置換されたＣ３－Ｃ８シクロアルキル基を示す）
のエステル基を示し；
・Ｒ３４及びＲ３９基は、同一もしくは相違してよく、置換もしくは無置換のジフェニル
メチレン；置換もしくは無置換の９Ｈ－フルオレンを示し；
・Ｒ４０基は、任意に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０アルキル基；任意
に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０ヒドロキシアルキル基；任意に置換さ
れた直鎖状もしくは分枝状のＣ３－Ｃ８シクロアルキル基；任意に置換された単環式、二
環式、または三環式のアリール基；任意に置換された単環式、二環式、または三環式のヘ
テロアリール基；任意に置換されたＣ３－Ｃ１４複素環アルキル；任意に置換されたエー
テル；アミノ基を示し；
・Ｒ４１及びＲ４２基は、互いに独立に、水素、任意に置換された直鎖状もしくは分枝状
のＣ１－Ｃ３０アルキル基；任意に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ１－Ｃ３０ヒド
ロキシアルキル基；任意に置換された直鎖状もしくは分枝状のＣ３－Ｃ８シクロアルキル
基；任意に置換された単環式、二環式、または三環式のアリール基；任意に置換された単
環式、二環式、または三環式のヘテロアリール基；任意に置換されたＣ３－Ｃ１４複素環
アルキル；アミノ基、シアノ、ヒドロキシル、アミドまたはイミド、ハロゲン、任意に置
換されたエーテル、エステル、またはウレタンを示し；
ｑ、ｒ、ｓ、及びｔは、１乃至１００の数であり、
ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、及びｆは０乃至４の数であり、
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ｕは０乃至１００の数である]
の１つに相当するもの、並びにこれら化合物の混合物が好ましく利用される。
【００３８】
　特に使用される式（VII）の化合物には、式中Ｒ１５及びＲ１６が分枝状Ｃ１－Ｃ１５

アルキル基、とりわけ同時に２－エチルヘキシルを示すもの（すなわち２－エチルヘキシ
ル（９Ｈ－フルオレン－９－イリデン）アセテート化合物）がある。
【００３９】
　特に使用される式（VIII）の化合物には、式中Ｒ１７及びＲ１８が分枝状Ｃ１－Ｃ１５

アルキル基を示すもの、とりわけＲ２２及びＲ２３が同時にイソプロピルまたは２－エチ
ルヘキシルを示す化合物がある。
【００４０】
　特に、ジイソプロピルフルオレンマロネート（もしくはジイソプロピル９Ｈ－フルオレ
ン－９－イリデンマロネート）及びビス（２－エチルヘキシル）フルオレンマロネート（
もしくはビス（２－エチルヘキシル）９Ｈ－フルオレン－９－イリデンマロネート）を挙
げて良い。
【００４１】
　特に使用される式（IX）の化合物には、式中Ｒ１９及びＲ２０が分枝状Ｃ３－Ｃ２０ア
ルキル基を示すもの、とりわけ同時に２－エチルヘキシルを示すものがある。
【００４２】
　特に使用される式（XI）の化合物には、式中Ｒ２３、Ｒ２４、及びＲ２５が分枝状Ｃ１

－Ｃ１５アルキル基を示すものがあり、とりわけ式中Ｒ２３及びＲ２５が同時に２－エチ
ルヘキシルである化合物がある。
【００４３】
　特に使用される式（XII）の化合物には、式中Ｒ２６、Ｒ２７、及びＲ２８が分枝状Ｃ

１－Ｃ１５アルキル基を示すものがあり、とりわけ式中Ｒ２６及びＲ２８が同時に２－エ
チルヘキシルである化合物がある。
【００４４】
　特に使用される式（XIII）の化合物には、式中Ｒ３５及びＲ３７が分枝状Ｃ１－Ｃ１５

アルキル基、とりわけ２－メチルプロピルを示し、Ｒ３６が直鎖状Ｃ１－Ｃ１５アルキル
基、とりわけｎ－ブチルを示し；前記Ｒ３３及びＲ３８基が同時にシアノ基を示し、前記
Ｒ３４及びＲ３９基がジフェニルメチレンを示すものがある。
【００４５】
　特に下記構造：
【化１５】

[式中、
ｔ＝１、及びｕは２乃至１０の数である]
を有するポリマーが使用される。
【００４６】
　好ましく使用される式（XIV）の前記化合物には、式中ｅ及びｆが０であり；Ｒ４０基
が分枝状Ｃ３－Ｃ２０アルキル基またはＣ１－Ｃ１５ヒドロキシアルキル基を示すものが
ある。
【００４７】
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　式（XIV）の化合物であって、式中のＲ４０基が、ヒドロキシエチル、１－ヒドロキシ
プロピル、２－ヒドロキシプロピル、１－ヒドロキシプロピル－ｎ－ブチル、１－ヒドロ
キシ－１－メチルプロピル、１－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロピル、及び２－ヒド
ロキシ－２－メチルプロピルから選択されるヒドロキシアルキルを示すものが使用される
。
【００４８】
　式（XIV）の化合物であって、ｅ及びｆが０である、Ｒ４０基が２－エチルヘキシルを
示すもの、すなわち２－エチルヘキシルシアノ（９Ｈ－フルオレン－９－イリデン）アセ
テート（もしくはオクトフルオレン）化合物が特に使用される。
【００４９】
　本発明のピペリジノール塩の中では、下式（XV）：
【化１６】

[式中、
Ｒ１は、水素またはメチルを示し、
ｘは１または２であり、
１）ｘが１である場合：
Ｒ２は、水素；Ｃ１－Ｃ１８アルキル基；Ｃ２－Ｃ１８アルケニル基；プロパルギル基；
グリシジル基；１乃至２０の酸素原子が介在するＣ２－Ｃ５０アルキル基（前記アルキル
は１乃至１０のヒドロキシル基で置換されているか、あるいは同時に前記酸素原子が介在
し且つ前記ヒドロキシル基に置換されている）；カルボキシル基または－ＣＯＯＺ基（こ
こでＺは水素、Ｃ１－Ｃ４アルキル、フェニル、（ＣＯＯ－）ｐＭｐ＋基（ｐは１乃至３
の整数であり、Ｍは周期表の１、２、及び３族、もしくはＺｎ、Ｃｕ、Ｎｉ、またはＣｏ
の金属イオンであり、あるいはまたＭはＮｐ＋（Ｒ”）４基（ここでＲ”はＣ１－Ｃ８ア
ルキルまたはベンジルである）である）で置換されたＣ１－Ｃ４アルキル）で置換された
Ｃ１－Ｃ４アルキル基を示し；
２）ｘが２である場合：
Ｒ’は、Ｃ１－Ｃ１２アルキレン基：Ｃ４－Ｃ１２アルケニレン基；キシリレン基；１乃
至２０の酸素原子が介在するＣ１－Ｃ５０アルキレン基（前記アルキルは１乃至１０のヒ
ドロキシル基で置換されているか、あるいは同時に前記酸素原子が介在し且つ前記ヒドロ
キシル基に置換されている）であり；
Ｙは、有機または無機のアニオンを示し；
カチオンｙの全電荷は、アニオンｚの全電荷と等しい]
のものを好ましく使用して良い。
【００５０】
　挙げて良いアニオンＹには、ホスフェート、ホスホネート、カルボネート、バイカルボ
ネート、ナイトレート、クロライド、ブロマイド、バイサルファイト、サルファイト、バ
イサルフェート、ボレート、フォルメート、アセテート、ベンゾエート、シトレート、オ
キザレート、タルトレート、アクリレート、ポリアクリレート、フマレート、マレエート
、イタコネート、グリコレート、グルコネート、マレート、マンデレート、チグレート、
アスコルベート、ポリメタクリレート、ニトリロ三酢酸のカルボキシレート、ヒドロキシ
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エチレンジアミン三酢酸、エチレンジアミン四酢酸、ジエチレンジアミン五酢酸、ジエチ
レントリアミンペンタメチレンホスホネート、アルキルスルホネートまたはアリールスル
ホネートがある。
【００５１】
　特に式（XV）の化合物であって、式中Ｒ１及びＲ２が水素を示し、ｘ＝１であり、Ｙが
シトレートアニオンを示すもの、とりわけ下記構造式：
【化１７】

[式中、ｙ＝３]
のトリス（テトラメチルヒドロキシピペリジノール）シトレート化合物、例えばCiba-Gei
gy社により商品名Tinoguard QまたはTinoguard S-FXとして市販の製品が使用される。
【００５２】
　本発明のジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しうる化合物
は、組成物全重量に対して０．１乃至２５重量％、より好ましくは０．２乃至１０重量％
、さらにより好ましくは０．２乃至７重量％の範囲の含量で存在してよい。
【００５３】
　本発明によれば、ジベンゾイルメタン誘導体の励起三重項レベルエネルギーを受容しう
る化合物／アリールアルキルベンゾエート誘導体の光安定化混合物は、充分量で使用され
て、所与の組成物中のジベンゾイルメタン誘導体の光安定性にかなりの顕著な改善をもた
らす。使用する光安定化剤のこの最少量は、組成物中に当初存在するジベンゾイルメタン
の量により、また組成物に採用した化粧品として許容される支持体の性質により、相違し
て良い。これは、光安定性の測定のための標準試験を用いて、いかなる困難もなしに測定
できる。
【００５４】
　本発明の組成物は、水溶性または油溶性または従来使用の化粧品溶媒中に不溶性である
、ＵＶ－Ａ活性及び／またはＵＶ－Ｂ活性の別の有機または無機光保護剤を更に含む。
【００５５】
　付加的有機光保護剤は、特にアントラニレート；サリチル酸誘導体、カンファ誘導体；
ベンゾフェノン誘導体；β，β－ジフェニルアクリレート誘導体；ベンゾトリアゾール誘
導体；ベンザルマロネート誘導体；ベンズイミダゾール誘導体；イミダゾリン；ＥＰ６６
９３２３及びＵＳ２４６３２６４に記載のビス－ベンザゾリル誘導体；ｐ－アミノ安息香
酸（ＰＡＢＡ）誘導体；特許出願ＵＳ５２３７０７１、ＵＳ５１６６３５５、ＧＢ２３０
３５４９、ＤＥ１９７２６１８４、及びＥＰ８９３１１９に記載のメチレンビス（ヒドロ
キシフェニルベンゾトリアゾール）誘導体；特許出願ＥＰ０８３２６４２；ＥＰ１０２７
８８３、ＥＰ１３００１３７、及びＤＥ１０１６２８４４に記載のものなどのベンゾキサ
ゾール誘導体；特に特許出願ＷＯ９３／０４６６５に記載のものなどの遮蔽性ポリマー及
び遮蔽性シリコーン；特許出願ＤＥ１９８５５６４９に記載のものなどのα－アルキルス
チレンベースのダイマー誘導体；特許出願ＥＰ０９６７２００、ＤＥ１９７４６６５４、
ＤＥ１９７５５６４９、ＥＰ-Ａ-１００８５８６、ＥＰ１１３３９８０及びＥＰ１３３９
８１に記載のものなどの４，４－ジアリールブタジエン、及びこれらの混合物から選択さ
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れる。
【００５６】
　付加的有機光保護剤の例としては、これよりＩＮＣＩ名で示すもの及びこれらの混合物
を挙げて良い。
【００５７】
（パラ－アミノ安息香酸誘導体）
ＰＡＢＡ、
エチルＰＡＢＡ、
エチルジヒドロキシプロピルＰＡＢＡ、
エチルヘキシルジメチルＰＡＢＡ、特にISP社により「Escalol 507」の商品名で市販のも
の、
グリセリルＰＡＢＡ、
ＰＥＧ－２５　ＰＡＢＡ、BASF社により「Uvinul P25」の名で市販のもの。
【００５８】
（サリチル酸誘導体）
ホモサレート、Rona/EM Industriesにより「Eusolex HMS」の名で市販のもの、
エチルヘキシルサリチレート、Haarmann and Reimerにより「Neo Heliopan OS」の名で市
販のもの、
ジプロピレングリコールサリチレ－ト、Scherにより「Dipsal」の名で市販のもの、
ＴＥＡサリチレート、Haarmann and Reimerにより「Neo Heliopan TS」の名で市販のもの
。
【００５９】
（β，β－ジフェニルアクリレート誘導体）
オクトクリレン、特にBASFにより商品名「Uvinul N539」で市販のもの、
エトクリレン、特にBASFにより商品名「Uvinul N35」で市販のもの。
【００６０】
（ベンゾフェノン誘導体）
ベンゾフェノン－1、BASFにより「Uvinul 400」の商品名で市販のもの、
ベンゾフェノン－2、BASFにより「Uvinul D50」の商品名で市販のもの、
ベンゾフェノン－3もしくはオキシベンゾン、BASFにより「Uvinul M40」の商品名で市販
のもの、
ベンゾフェノン－4、BASFにより「Uvinul MS40」の商品名で市販のもの、
ベンゾフェノン－5、
ベンゾフェノン－6、Norquayにより「Helisorb 11」の商品名で市販のもの、
ベンゾフェノン－8、American Cyanamidにより「Spectra-Sorb UV-24」の商品名で市販の
もの、
メチレンビス（ベンゾトリアゾリル）テトラメチルブチルフェノール、Fairmount Chemic
alにより「MIXXIM BB/100」の商品名で市販のもの、または
水性分散物としての微小化形態、Ciba Specialty Chemicalsにより「Tinosorb M」の商品
名で市販のもの。
【００６１】
（トリアジン誘導体）
エチルヘキシルトリアゾン、特にBASFにより「Uvinul T150」の商品名で市販のもの、ジ
エチルヘキシルブタミドトリアゾン、Sigma 3Vにより「Uvasorb HEB」の商品名で市販の
もの、
２，４，６－トリス（ジイソブチル＝４’－アミノベンザルマロネート）－Ｓ－トリアジ
ン。
【００６２】
（アントラニン酸誘導体）
メンチルアントラニレート、Haarmann and Reimerにより「Neo Heliopan MA」の商品名で
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市販のもの。
【００６３】
（イミダゾリン誘導体）
エチルヘキシルジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリンプロピオネート。
【００６４】
（ベンザルマロネート誘導体）
ポリオルガノシロキサン含有ベンザルマロネート官能、例えばHoffmann LaRocheにより「
Parsol SLX」の商品名で市販のポリシリコーン－15。
（４，４－ジアリールブタジエン誘導体）
　１，１－ジカルボキシ（２，２’－ジメチルプロピル）－４，４－ジフェニルブタジエ
ン。
【００６５】
（ベンゾキサゾール誘導体）
Sigma 3VによりUvasorb K2Aの名で市販の２，４－ビス[５－（１－ジメチルプロピル）ベ
ンゾキサゾール－２－イル（４－フェニル）イミノ]－６－（２－エチルヘキシル）イミ
ノ－１，３，５－トリアジン。
【００６６】
　好ましい付加的有機光保護剤は、下記より選択される。
エチルヘキシルサリチレート、
オクトクリレン、
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸、
ベンゾフェノン－３、
ベンゾフェノン－４、
ベンゾフェノン－５、
ｎ－ヘキシル＝２－（４－ジエチルアミノ－２－ヒドロキシベンゾイル）ベンゾエート、
４－メチルベンジリデンカンファ、
テレフタリリデンジカンファスルホン酸、
二ナトリウムフェニルジベンズイミダゾールテトラスルホネート、
メチレンビス（ベンゾトリアゾリル）テトラメチルブチルフェノール、
エチルヘキシルトリアゾン、
ジエチルヘキシルブタミドトリアゾン、
ドロメトリゾールトリシロキサン、
ポリシリコーン－１５，
１，１－ジカルボキシ（２，２’－ジメチルプロピル）－４，４－ジフェニルブタジエン
、
２，４－ビス[５－１（ジメチルプロピル）ベンゾキサゾール－２－イル（４－フェニル
）－イミノ]－６－（２－エチルヘキシル）イミノ－１，３，５－トリアジン、及び
これらの混合物。
【００６７】
　付加的な無機光保護剤は、顔料から、更に好ましくは処理もしくは未処理の金属酸化物
のナノ顔料（一次粒子の平均径：一般的に5nm乃至100nm、好ましくは10nm乃至50nm）、例
えば酸化チタン（アモルファスまたはルチル型及び/またはアナターゼ型の結晶）、酸化
鉄、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、または酸化セリウムのナノ顔料から選択される。
【００６８】
　処理ナノ顔料とは、例えばCosmetics&Toiletries, February 1990, Vol. 105, pp.53-6
4に記載のものなどの化合物、例えばアミノ酸、ミツロウ、脂肪酸、脂肪アルコール、ア
ニオン性界面活性剤、レシチン、脂肪酸のナトリウム、カリウム、亜鉛、鉄、もしくはア
ルミニウムの塩、金属（チタンもしくはアルミニウム）アルコキシド、ポリエチレン、シ
リコーン、タンパク質（コラーゲンもしくはエラスチン）、アルカノールアミン、酸化ケ
イ素、金属酸化物、ナトリウムヘキサメタホスフェート、アルミナまたはグリセロールを
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用いる、化学的、電気的、機械化学的、及び/または機械的な性質の1つ以上の表面処理を
経た顔料である。
【００６９】
　処理ナノ顔料は、とりわけ、下記のもので処理した酸化チタンであって良い：
・ シリカ及びアルミナ、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Dioxide MT 500 SA」
及び「Microtitanium Dioxide MT 100 SA」、及びTioxide社製の製品「Tioveil Fin」、
「Tioveil OP」、「Tioveil MOTG」、及び「Tioveil IPM」、
・ アルミナ及びアルミニウムステアレート、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Di
oxide MT 100 T」、
・ アルミナ及びアルミニウムラウレート、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Diox
ide MT 100 S」、
・ 酸化鉄及び鉄ステアレート、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Dioxide MT 100
 F」、
・ シリカ、アルミナ、及びシリコーン、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Dioxid
e MT 100 SAS」、「Microtitanium Dioxide MT 600 SAS」、「Microtitanium Dioxide MT
 500 SAS」、
・ ナトリウムヘキサメタホスフェート、例えばTayca社製の製品「Microtitanium Dioxid
e MT 150 W」、
・ オクチルトリメトキシシラン、例えばDegussa社製の製品「T-805」、
・ アルミナ及びステアリン酸、例えばKemira社製の製品「UVT-M160」、
・ アルミナ及びグリセロール、例えばKemira社製の製品「UVT-M212」、
・ アルミナ及びシリコーン、例えばKemira社製の製品「UVT-M262」。
【００７０】
　シリコーンで処理した別の酸化チタンナノ顔料は、好ましくは成分（Elementis）で処
理したTiO2であり；
・Nanophase Technologies社により「Nanogard WCD 2025」の名で市販のものである。
【００７１】
　被覆酸化亜鉛ナノ顔料は、例えば以下のものである。
・ Toshibi社により「Zinc Oxide CS-5」の名で市販のもの（ポリメチルヒドロゲノシロ
キサンで被覆したZnO）；
・ Nanophase Technologies社により「Nanogard Zinc Oxide FN」の名で市販のもの（Fin
solv TN、C12-C15アルキルベンゾエート中の40％分散物として）；
・ Daito社により「Daitopersion ZN-30」及び「Daitopersion ZN-50」の名で市販のもの
（シクロポリメチルシロキサン/オキシエチレン化ポリジメチルシロキサン中の分散物、
シリカ及びポリメチルヒドロゲノシロキサンで被覆したナノ亜鉛酸化物30％または50％を
含有）；
・ Daikin社により「NFD Ultrafine ZNO」の名で市販のもの（シクロペンタシロキサン中
の分散物としての、ペルフルオロアルキルホスフェート及びペルフルオロアルキルエチル
を主成分とするコポリマーで被覆したZnO）；
・ Shin-Etsu社により「SPD-Z1」の名で市販のもの（シクロジメチルシロキサン中に分散
したシリコーングラフト化アクリルポリマーで被覆したZnO）；
・ ISP社により「Escalol Z100」の名で市販のもの（エチルヘキシルメトキシシンナメー
ト／ＰＶＰ－ヘキサデセン／メチコーンコポリマー混合物中に分散させたアルミナ処理Zn
O）；
・ Fuji Pigment社により「Fuji ZNO-SMS-10」の名で市販のもの（シリカ及びポリメチル
シルセスキオキサンで被覆したZnO）；
・ Elementis社により「Nanox Gel TN」の名で市販のもの（C12-C15アルキルベンゾエー
ト中にヒドロキシステアリン酸重縮合物と共に55％の濃度で分散したZnO）。
【００７２】
　未被覆酸化セリウムナノ顔料は、Rhone-Poulenc社により「Colloidal Cerium Oxide」
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の名で市販のものである。
　未被覆酸化鉄ナノ顔料は、例えばArnaud社により「Nanogard WCD 2002（FE 45B）」、
「Nanogard Iron FE 45 BL AQ）」、「Nanogard FE 45R AQ」、及び「Nanogard WCD 2006
（FE 45R）」名で市販のもの、またはMitsubishi社により「TY-220」の名で市販のもので
ある。
【００７３】
　被覆酸化鉄ナノ顔料は、例えば、Arnaud社により「Nanogard WCD 2008（FE 45B FN）」
、「Nanogard WCD 2009（FE 45B 556）」、「Nanogard FE 45 BL 345」、及び「Nanogard
 FE 45 BL」の名で市販のもの、またはBASF社により「Transparent Iron Oxide」の名で
市販のものである。
【００７４】
　金属酸化物の混合物、とりわけIkeda社により「Sunveil A」の名で市販のシリカ被覆し
た二酸化チタンと二酸化セリウムとの同量混合物を含む、二酸化チタンと二酸化セリウム
との混合物、並びにアルミナ、シリカ、及びシリコーン被覆した二酸化チタンと二酸化亜
鉛との混合物、例えばKemira社により市販の製品「M 261」、あるいはアルミナ、シリカ
、及びグリセロール被覆した二酸化チタンと二酸化亜鉛との混合物、例えばKemira社によ
り市販の「M211」もまた挙げて良い。
　ナノ顔料は、本発明の組成物に無変性形態または顔料ペーストの形態で、すなわち例え
ば文献ＧＢ－Ａ－２２０６３３９に記載のように分散剤との混合物として導入して良い。
【００７５】
　付加的光保護剤は、一般的に、本発明の組成物中に、組成物全重量に対して0.01乃至20
重量％の割合で、好ましくは組成物全重量に対して0.1乃至10重量％の割合で存在する。
【００７６】
　本発明による組成物は、皮膚を人工的に日焼け及び／又は褐色化させる薬剤（自己日焼
け剤）、例えばジヒドロキシアセトン（ＤＨＡ）をさらに含んでよい。これらは、組成物
全重量に対して0.1乃至10重量％の範囲の量で存在する。
【００７７】
　本発明による組成物は、脂肪物質、有機溶媒、イオン性もしくは非イオン性で親水性も
しくは親油性の増粘剤、柔軟剤、湿潤薬、乳白剤、安定剤、皮膚軟化剤、シリコーン、起
泡防止剤、香料、保存料、アニオン性、カチオン性、非イオン性、双性イオン性、もしく
は両性の界面活性剤、活性剤、フィラー、ポリマー、推進剤、及び酸性化もしくは塩基性
化剤、または化粧品及び/または皮膚科用に通常使用されるあらゆる成分から選択される
少なくとも１つのアジュバントをさらに含んでよい。
【００７８】
　脂肪物質は、オイルまたはワックスまたはこれらの混合物からなるものであって良い。
「オイル」なる語は、室温で固体または実質的に固体であり、その融点が一般的に35℃よ
りも高い化合物を意味する。
【００７９】
　挙げて良いオイルには、鉱物オイル（パラフィン）；植物オイル（スウィートアーモン
ドオイル、マカダミアオイル、グレープシードオイル、またはホホバオイル）；合成オイ
ル、例えばペルヒドロスクアレン、脂肪アルコール、脂肪酸、または脂肪エステル（例え
ばWitco社により「Finsolv TN」または「Witconol TN」の商品名で市販のC12-C15アルキ
ルベンゾエート、オクチルパルミテート、イソプロピルラノレート、及びカプリル/カプ
リン酸トリグリセリドを含むトリグリセリド）、オキシエチレン化もしくはオキシプロピ
レン化脂肪エステル及びエーテル；シリコーンオイル（シクロメチコーン及びポリジメチ
ルシロキサン、またPDMS）、またはフッ化オイル、及びポリアルキレンが含まれる。
【００８０】
　挙げて良いワックス様化合物には、パラフィン、カルナウバワックス、ミツロウ、及び
水素添加ひまし油が含まれる。
【００８１】
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　挙げて良い有機溶媒には、低級アルコール及びポリオールがある。これらのポリオール
は、グリコール及びグリコールエーテル、例えばエチレングリコール、プロピレングリコ
ール、ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、またはジエチレングリコールから
選択されて良い。
【００８２】
　挙げて良い親水性増粘剤には、カルボキシビニルポリマー、例えばCarbopol製品（カー
ボマー）及びPemulen製品（アクリレート／C10-C30-アルキルアクリレートコポリマー）
；ポリアクリルアミド、例えばSEPPIC社によりSepigel 305（CTFA名：ポリアクリルアミ
ド／C13-14イソパラフィン／Laureth 7）またはSimulgel 600（CTFA名：アクリルアミド
／ナトリウムアクリロイルジメチルタウレートコポリマー／イソヘキサデカン／ポリソル
ベート８０）の名で市販の架橋コポリマー；２－アクリルアミド－２－メチルプロパンス
ルホン酸ポリマー及びコポリマーであって、任意に架橋及び/または中和されているもの
、例えばHoechst社により「Hostacerin AMPS」（CTFA名：アンモニウムポリアクリルジメ
チルタウラミド）の名で市販のポリ（２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン
酸）；セルロースベースの誘導体、例えばヒドロキシエチルセルロース；多糖類、特にガ
ム、例えばキサンタンガム；及びこれらの混合物が含まれる。
【００８３】
　挙げて良い親油性増粘剤には、変性粘土、例えばヘクトライト及びその誘導体、例えば
ベントンの名で市販の製品などが含まれる。
【００８４】
　挙げて良い活性剤には、下記のものが含まれる。
・ 抗汚染剤及び/またはフリーラジカル捕捉剤；
・ 脱色剤及び/または着色促進剤；
・ 抗グリケーション剤；
・ NOシンターゼ阻害剤；
・ 真皮及び表皮の巨大分子の合成を促進する且つ/またはその劣化を予防する剤；
・ 線維芽細胞増殖促進剤；
・ ケラチノサイト増殖促進剤；
・ 筋弛緩剤；
・ 伸張（tensioning）剤；
・ 剥離剤；
・ モイスチャライザー；
・ 抗炎症剤；
・ 細胞の熱量代謝に作用する剤；
・ 防虫剤；
・ サブスタンスＰまたはＣＧＲＰアンタゴニスト。
【００８５】
　言うまでもないが、当業者は、上述の任意の付加的化合物及び/またはこれらの量を、
行おうとする添加によって、本発明による組成物に本来的に備わっている有利な特性を損
なうことのないよう、または実質的に損なうことのないように選択する。
【００８６】
　本発明による組成物は、当業者には周知の技術、とりわけ水中油型または油中水型のエ
マルションの調製を企図するものにしたがって調製してよい。これらは特に、単純または
複合エマルション(O/W、W/O、O/W/O、またはW/O/Wエマルション)の形態、例えばクリーム
または乳剤、ゲルまたはクリームゲルの形態、ローション、パウダーまたは固体チューブ
の形態であってよく、任意にエアロゾルとして実装してもよく、ムースまたはスプレーの
形態であってよい。
【００８７】
　本発明による組成物は、好ましくは水中油型または油中水型エマルションの形態である
。
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【００８８】
　エマルションは、一般的に、単独または混合物として使用される両性、アニオン性、カ
チオン性、及び非イオン性の乳化剤から選択される少なくとも一つの乳化剤を含む。
【００８９】
　W/Oエマルションの調製に使用してよい乳化界面活性剤として挙げてよい例には、ソル
ビタン、グリセロール、または糖アルキルエステルもしくはエーテル；シリコーン界面活
性剤、例えばDow Corning社により「DC 5225 C」の名で市販のシクロメチコーンとジメチ
コーンコポリオールとの混合物等のジメチコーンコポリオール、例えばDow Corning社に
より「Dow Corning 5200 Formulation Aid」の名で市販のラウリルメチコーンコポリオー
ル等のアルキルジメチコーンコポリオール；セチルジメチコーンコポリオール、例えばGo
ldschmidt社によりAbil EM 90Rの名で市販の製品、及びGoldschmidt社によりAbil WE 09
の名で市販のセチルジメチコーンコポリオールとポリグリセリルイソステアレート（4mol
）とヘキシルラウレートとの混合物が含まれる。
　ここには1つ以上の共乳化剤を更に加えてもよく、これはポリオールアルキルエステル
を含む群より有利に選択してよい。特に挙げて良いポリオールアルキルエステルには、グ
リセロール及び/またはソルビタンエステル、例えばポリグリセリルイソステアレート、
例えばGoldschmidt社によりIsolan GI 34の名で市販の製品、ソルビタンイソステアレー
ト、例えばICI社によりArlacel 987の名で市販の製品、ソルビタングリセリルイソステア
レート、例えばICI社によりArlacel 986の名で市販の製品、及びこれらの混合物が含まれ
る。
【００９０】
　O/Wエマルション用として挙げて良い乳化剤の例には、非イオン性乳化剤、例えばグリ
セロールのオキシアルキレン化（特にポリオキシアルキレン化）脂肪酸エステル；ソルビ
タンのオキシアルキレン化脂肪酸エステル；オキシアルキレン化（オキシエチレン化及び
/またはオキシプロピレン化）脂肪酸エステル；オキシアルキレン化（オキシエチレン化
及び/またはオキシプロピレン化）脂肪アルキルエーテル；糖エステル、例えば蔗糖ステ
アレート；糖の脂肪アルキルエーテル、とりわけポリアルキルグルコシド（APG）、例え
ばHenkel社によりPlantaren 2000、Plantaren 1200の名でそれぞれ市販のデシルグルコシ
ド及びラウリルグルコシド、任意にセトステアリルアルコールとの混合物としてセトステ
アリルグルコシド、例えばSEPPIC社によりMontanov 68の名で市販のもの、Goldschmidt社
によりTegocare CG90の名で市販のもの、及びHenkel社によりEmulgade KE3302の名で市販
のもの、並びにアラキジルグルコシド、例えばアラキジルアルコールとベヘニルアルコー
ルとアラキジルグルコシドとの混合物の形態で、SEPPIC社によりMontanov 202の名で市販
のものが含まれる。本発明の特段の実施態様によれば、対応する脂肪アルコールにより以
上に定義されるアルキルポリグルコシドの混合物は、例えば文献ＷＯ－Ａ－９２／０６７
７８に記載のように自己乳化組成物の形態であっても良い。
【００９１】
　エマルションである場合には、このエマルションの水性相は、既知の方法（Bangham, S
tandish and Watkins, J. Mol. Biol. 13, 238 (1965)、ＦＲ２３１５９９１及びＦＲ２
４１６００８）にしたがって調製される非イオン性小胞分散物を含んで良い。
【００９２】
　本発明の組成物は、多数の処置、とりわけ皮膚、唇、及び頭皮を含む髪の美容処置、特
に皮膚、唇、及び/または髪の保護及び/またはケア、並びに皮膚及び/または唇のメイク
アップに応用を見出すものである。
【００９３】
　本発明の別の主題は、皮膚、唇、爪、髪、睫、眉毛、及び／または頭皮の処置のための
化粧品、とりわけケア製品及びメイクアップ製品の製造のための、以上に定義される本発
明による組成物の使用からなる。
【００９４】
　本発明の化粧品組成物は、例えば顔及び/または身体のためのケア製品及び/または抗日
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クリームゲル、及びペーストとして使用してよい。これらは任意にエアロゾルとして実装
してよく、ムースまたはスプレーの形態であってよい。
【００９５】
　本発明による揮発可能な流動ローションの形態の組成物は、加圧装置を利用して微細な
粒子の形態で皮膚または髪に適用される。本発明の装置は当業者に周知のものであって、
非エアロゾルポンプもしくは「アトマイザー」、推進剤を含むエアロゾル容器、並びに加
圧気体を推進剤として使用するエアロゾルポンプを含む。後者のポンプは、特許ＵＳ４０
７７４４１及びＵＳ４８５０５１７（これらは詳細な説明の必須の部分を成すこととする
）に記載されている。
【００９６】
　本発明によるエアロゾル形態に実装された組成物は、一般的に従来の推進剤、例えばヒ
ドロフルオロ化合物、ジクロロジフルオロメタン、ジフルオロエタン、ジメチルエーテル
、イソブタン、ｎ－ブタン、プロパン、またはトリクロロフルオロメタンを含む。これら
は好ましくは組成物全重量に対して15乃至50重量％の範囲の量で存在する。
【００９７】
　本発明を詳説し、具体的ではあるがなんら限定的ではない実施例を以下に与える。
【実施例】
【００９８】
（組成物実施例1及び2）
　下記の組成物を調製した。量は重量パーセントで表記した。
【００９９】
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【表１】

【０１００】
（方法）
　その成分全てを含む水性相（Ｂ相）を水浴中で80℃に加熱する。その成分全てを含む脂
肪相（Ａ相）を水浴中で80℃に加熱する。ＡをＢ中でローター-スターラータイプ（Morit
z社製の機器）の攪拌と共に乳化させる。Ｃ相を導入し、混合物を穏やかに攪拌しつつ室
温に冷却する。トリエタノールアミンを導入して製造終了時に望まれる値にpHを調整する
。
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